1999材化试题答案   
一 填空(30分)见2001年考试题目
1) 本征扩散是指由____浓度梯度或化学势梯度____引起的材料本身的___热缺陷___作为迁移载体的扩散。
2) 自扩散是指体系中分子或原子由于____热运动____引起的____无规则行走____过程。
3) 非化学计量化合物一般分为___缺阳离子型____，____缺阴离子型___，____阳离子间隙型____，____阴离子间隙型___四种形式。
4) 固态烧结过程中两相邻颗粒间颈部的生长与时间呈___五分之一次幂___关系，与颗粒粒径呈____负五分之三次幂___关系。
5) 比表面的单位是___m-1____，与粉体物质的____粒径___呈反比。
6) 菲克第二定律适用于求解质点浓度分布随____时间____和___空间___而变化的非稳态过程的扩散问题。
7) 固体表面自由能的定义是在____温度____,_____压力____及___组成____不变的条件下将内部原子(分子)移到表面而扩展单位表面所做的_____可逆功______。
8) 当一固相与液相在等温，等压条件下发生润湿时，体系自由能应_____降低______。
9) 本征缺陷包括______弗兰克尔（Frenkel）缺陷_____和_____肖特基（Schottky）缺陷______。
10) 如果一个反应过程中包含n个步骤，若反应受其中m(m≤n)个步骤控制时，则这m个步骤的速率应______最小_____并_____相等______。
11)玻璃中各氧化物分为____网络形成___体，____网络外___体，和_______网络中间______体。
12) 通常玻璃结构学说分为_____微晶子_____说与____无规则网络___说。
13) 淌度的定义为在单位___力__作用下扩散质点的_____迁移速度_____。
二 (10分)
写出下列物质掺杂过程中的缺陷反应
1〕 Al2O3掺杂于MgO中（分别写出置换型和阴离子间隙型缺陷反应式)。
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2〕 CaO掺杂于ZrO2中（分别写出置换型和阳离子间隙型缺陷反应式)。
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3〕 Al2O3掺杂于TiO2中（写出置换型缺陷反应式)。
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4〕 UO2掺杂于Y2O3中（写出置换型缺陷反应式)。
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5〕问在MgO晶体中掺杂10－9氧化铝杂质的情况下，当温度为多高时本征缺陷浓度大于由杂质引起的缺陷浓度。已知：MgO中的肖特基缺陷的生成能为
9.612(10－19J，k=1.38(10－23。
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四 (10分)
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五 (10分)
   解：
[image: image9.png]it x(R—x)




即[image: image11.png]x(R — x)dx = kRdt




积分，得
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即
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反应率为0.5时，
[image: image14.wmf]3

1

1

2

xR

æö

=-

ç÷

èø

，带入可得t=0.0183 R2/k
反应率为1时，
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，带入可得t＝R2/6k。
六（5分〕
    写出共沉淀法置备氧化锆－氧化钇复合粉体的主要化学反应与工艺流程。
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八（10分〕
ΔGm  b>a>c>e>d
ΔC
d>e>c>a>b
ΔP
b>a>c>e>d
九（10分〕
扩散过程的推动力为体系中存在的化学位梯度，
烧结过程的推动力为体系界面自由能与粉体表面自由能的差值，
传质过程的推动力为浓度差，
晶粒长大的推动力为曲率半径差。
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